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Abstract of DE1 9621 51 2 
The method involves enabling a radiation (1) 
from the source to impinge on a micro-optically 
structured polarisation lattice (2). This may be 
a circular or may be a polygonal plate having a 
surface contour to suit the application. The 
polarised electromagnetic waves strike a 
diffraction grating (3) in which the dispersal 
occurs according to wavelength, and the 
intensity of the various spectra is registered by 
a CCD matrix camera. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

<g) Verfahren und Anordnung zur Auswertung des welienlangenabhangigen Polarisationszustandes einer 
Strahlung 

(57) Bei einem Verfahren und einer Anordnung zur Auswertung 
des welienlangenabhangigen Polarisationszustandes einer 
Strahlung ist der vollstandige und unverfalschte Polarisa- 
tionszustand fur unterschiedliche Wellenlangenbereiche mit 
geringem Aufwand und in kurzester 2eit zu ermitteln. Die 
Auswertung soil moglichst universell anwendbar sein, insbe- 
sondere auch bei mikrooptischen Systemen, und soli eine 
Momentanerfassung des Polarisationszustandes fur die 
Wellenlangenbereiche ermoglichen. 

ErfindungsgemaS wird die auszuwertende Strahlung (1) 
ortsabhangig sowohl durch ein Polarisationsgltter (2) mit 
vorzugsweise lithografisch hergesteilte Mikrostrukturen un- 
— terschiedlicher Linienausrichtungen in mehreren Schwin- 
™ gungsrichtungen polarisiert als auch durch ein spektrales 
f Ablenkgitter (3) wellenlangenabhangig aufgespaltet. Die 
Intensttat der lokal in Schwingungsrichtung und Farbablen- 
kung beeinfluBten Strahlung wird mit einem flachenhaft 
ortsaufgelosten Detektor (4) erfaSt und ausgewertet. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft cin Vcrfahren und Anordnung 
zur Auswertung des wellenlangenabhangigen Polarisa- 
tionszustandes einer Strahlung. Der Polarisationszu- 5 
stand fur verschiedene Wellenlangenbereiche des Lich- 
tes ist in der Wissenschaft und Technik haufig von gro- 
Ber Bedeutung und muB durch geeignete MeBanord- 
nungen oder -gerate ermittelt werden. 

Es ist seit langem allgemein bekannt, die Schwin- 10 
gungsrichtung einer elektromagnetischen Welle (Licht) 
in einem sogenannten Polarimeter zu ermitteln, indem 
im Strahlengang ein drehbarer Analysator angeordnet 
wird. Dieser Analysator beeinfiuBt in Abhangigkeit der 
Schwingungsrichtung des Lichtes die Intensitat der 15 
durchgelassenen Strahlung. Aus der Winkelstellung des 
Anaiysators, in der ein Intensitatsmaximum oder -mini- 
mum auftritt, laBt sich die Polarisationsrichtung des 
Lichtes ermitteln. Die Strahlungsintensitat wird dabei 
durch einen Fotodetektor, z. B. eine Fotodiode, opto- 20 
elektronisch ausgewertet 

Nachteilig ist, daB diese Polarimeter auf Grund der 
mechanisch bewegten Analysatoren relativ groB und 
langsam in der Auswertung sind Der letztgenannte 
Nachteil fallt besonders ins Gewicht, wenn nicht nur die 25 
Intensitatsextremwerte, sondern auch eine Intensitats- 
verteilung des Polarisationszustandes ermitteh werden 
solL In diesem Falle sind die Strahlungsintensitaten in 
mehreren bis vielen Winkelstellungen des Anaiysators 
zu messen und auszuwerten. 30 

Moderne MeBgerate zur Polarisationsanalyse (z.B. 
Ellipsometer) arbeiten automatisch und vor allem ohne 
manuelle Drehbewegung des Anaiysators. Dennoch ar- 
beiten diese Polarimeter mit mechanisch bewegten Tei- 
len. Daruber hinaus sind die MeBanordnungen groB und 35 
platzaufwendig, so daB ihr Einsatz insbesondere fur mi- 
krooptische Systeme begrenzt oder nicht moglich ist. 

Es ist ferner ein Polarimeter ohne mechanisch beweg- 
ten Analysator bekannt (DE 3.523.641), bei dem ein 
Kunststoffkegel, dessen Oberflache in einem gunstigen 40 
Neigungswinkei zum einfallenden Licht stent, als Polari- 
sator bzw. als Analysator wirkt. 

Mit geeigneter Detektion des am Kegel abgelenkten 
Lichtes kann ohne mechanische Analysatorbewegung 
eine Polarisationsanalyse durchgefuhrt werden. Infolge 45 
der raumlichen Strahlablenkung am Kegel ist jedoch die 
Intensitatsauswertung der Strahlung aufwendig, da die 
Detektion um den Kegel herum erfolgen muB. AuBer- 
dem ist eine exakte Strahlpositionierung auf den Kegel 
erforderlich. Die Einsatzmoglichkeiten der Einrichtung 50 
fur eine schnelle und vollstandige Polarisationsanalyse 
sind deshalb ebenf alls eingeschrankL 

FOr den Fall, daB die Polarisation einer Strahlung in 
einzelnen Wellenlangenbereichen der Strahlung zu er- 
mittelt ist, sind die vorgenannten Messungen fur jede 55 
Wellenlange der Strahlung dtirchzufuhren, indem die 
Strahlung vorher jeweils fur den spezifischen Wellen- 
langenbereich separiert wurde. 

Es ist seit langem bekannt (z. B. B. Stenkamp et al, 
Grid polarizer for the visible spectral region, SPIE Vol 60 
2213, 288— 296, 1994), daB metallische Gitter, deren Pe- 
riode etwa der Lichtwellenlange entsprechen oder noch 
kleiner sind, polarisierende Eigenschaften besitzen. Be- 
nutzt man ein entsprechendes aus geraden, metallischen 
Staben bestehendes Gitter, treten nach Durchgang des 65 
Lichtes keine Beugungsordnungen auBer der sogenann- 
ten nullten Beugungsordnung auf. Im Idealfall enthalt 
diese nur noch die quer zu den Gitterstaben schwingen- 
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de Komponente des elektrischen Feldes. Die andere Po- 
larisationskomponente wird durch das Gitter absor- 
biert Bei realen Gittern tritt unter Umstanden keine 
vollstandige Absorption auf, wodurch die transmittier- 
ten und reflektierten Komponenten nicht ideal polari- 
siert sind. 

Der Erfindung liegt die Auf gabe zu Grunde, den mog- 
lichst vollstandigen und unverfalschten Polarisationszu- 
stand einer Strahlung fur unterschiedliche Wellenlan- 
genbereiche mit geringem Aufwand und in kurzester 
Zeit zu ermitteln. 

Die Auswertung soil moglichst universell anwendbar 
sein, insbesondere auch bei mikrooptischen Systemen, 
und soil eine Momentanerfassung des Polarisationszu- 
standes fur die Wellenlangenbereiche ermoglichen. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch gelost, 
daB die Strahlung ortsabhangig sowohl durch ein opti- 
sches Gitter mit vorzugsweise lithografisch hergestell- 
ten Mikrostrukturen unterschiedlicher Linienausrich- 
tung in mehreren Schwingungsrichtungen mikrooptisch 
polarisiert als auch durch ein diffraktives Ablenkgitter 
in unterschiedliche Wellenlangen aufgespalten wird und 
daB die Intensitat der in Polarisation und Wellenlange 
beemfluBten Strahlung durch einen fiachenhaft ortsauf- 
gelosten Detektor erf aBt und ausgewertet wird. 

Die moderne Lithografie ermoglicht die Hersteilung 
sehr f einer Gitterstrukturen, die eine weitgehend unver- 
falschte Polarisation der Strahlung ermoglichen. Das 
Gitter weist dabei Mikrostrukturen unterschiedlicher 
Linienausrichtungen auf (beispielsweise zirkular ge- 
krummte, radiale bzw. sternf6rmige Mikrostrukturen), 
wodurch die Strahlung gleichzeitig in mehreren Schwin- 
gungsrichtungen auf eine vorzugsweise ebene Detek- 
torflache (z. B. eine an sich bekannte CCD-Matrix) pro- 
jiziert werden kann. Auf diese Weise kann zur Auswer- 
tung ein in der Technik haufig verwendeter CCD-Ka- 
merachip eingesetzt werden. 

Durch diffraktive Ablenkung der Strahlung erfolgt 
zusatzlich eine spektrale Strahlaufspaltung und eine 
wellenlangenabhangige Projektion auf unterschiedliche 
Flachenbereiche des Detektors. 

Mit der Intensitatsauswertung der auf den fiachenhaft 
ortsaufgelosten Detektor treffenden und lokal polarisa- 
tionsbeeinfluBten und farbabgelenkten Suahiung kann 
diese unmittelbar polarisations- und wellenlangenab- 
hangig ausgewertet werden. Die Polarisationszustande 
fur unterschiedliche Wellenlangenbereiche brauchen 
somit im Vergleich zum Stand der Technik nicht fur die 
einzelnen Wellenlangen zeitlich nacheinander gemessen 
zu werden, sondern konnen bei der Momentanauswer- 
tung (in-situ-Messung) der Strahlung gemeinsam erf aBt 
werden. Die wellenlangenabhangige Beeinflussung der 
Strahlung zur Polarisationsmessung besteht nicht, wie 
bekannt, in der Farbfilterung der Strahlung, sondern in 
deren weUenlangenspezifischer Ablenkung. Die Gitter 
konnen zirkular oder polygonal ausgefuhrt sein. Zur op- 
toelektronischen Strahlauswertung kann eine direkte 
Abbildung auf den Detektor oder eine Abbildung uber 
eine Projektionsoptik erfolgen, wobei die Gitter an sich 
bzw. Gitter und Projektionsoptik baulich vereint sein 
konnen. 

Es hat sich auch als vorteilhaft erwiesen, wenn vor der 
ortsaufgelosten Polarisation durch das mikrostruktu- 
rierte optische Gitter zusatzlich die Phasenlage zwi- 
schen verschieden polarisierten Komponenten der 
Strahlung in einem oder mehreren Teilbereichen veran- 
dert wird. Hierzu sind insbesondere Elemente geeignet, 
die (ggf. bereichsreichsweise) die Eigenschaften von an 
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sich bekannten doppelbrechenden Phasenplatten auf- 
weisen. 

Die Erfindung soli nachstehend anhand von in der 
Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispielen naher 
erlautert werden. 5 

Eszeigen: m m 

Fig. 1 Prinzipanordnung ernes Polansationsgitters, ei- 
nes spektralen Ablenkgitters und eines Detektors im 
Strahlengang der zu untersuchenden Strahlung ohne 
Projektionsoptik; . . *° 

Fig. 2 Prinzipanordnung mit einer Projektionsoptik 

vordemDetektor; . . 

Fig, 3 Prinzipanordnung mit bauhcher Vereinigung 
des spektralen Ablenkgitters und der Projektionsoptik; 

Fig. 4 Prinzipanordnung mit baulicher Vereinigung 15 
des Polarisadonsgitters und des spektralen Ablenkgit- 
ters; , 

Fig. 5 Prinzipanordnung mit einem geblazten spek- 
tralen Ablenkgitter; 

Fig 6 Prinzipanordnung mit baulicher Vereinigung 20 
des geblazten spektralen Ablenkgitters und der Projek- 
tionsoptik; a . 

Fig. 7 Prinzipanordnung mit Einfugung eines Axicons 

zur Projektionsoptik; . 

Fig. 8-17 ausgewahlte Gestaltungsmoghchkeiten 25 
fur die Gitterstrukturen; 

Fig. 18 Prinzipanordnung wie Fig. 1 nut emem zu- 
satzlichen Gitter, dem eine doppelbrechende Phasen- 
platte vorgelagert ist; m 

Fig. 19 Prinzipanordnung wie Fig. 1 mit vorgelager- 30 
tern Element, welches bereichsweise die Eigenschaft ei- 
ner doppelbrechenden Phasenplatte besitzt 

In Fig. 1 ist der Prinzipaufbau der erfindungsgema- 
Ben Anordnung dargestellt. Im Strahlengang einer 
Strahlung 1 , deren Polarisationszustand fur unterscnied- 35 
liche Wellenlangenbereiche ermittelt werden soli, sind 
ein mikrooptisch strukturiertes Polarisationsgitter 2 
(z. B. ein metaUisches Gitter der Periode 220 nm), em 
spektrales Ablenkgitter 3 und ein CCD-Kamerachip 4 
angeordnet. Das Polarisationsgitter 2 und das spektrale 40 
Ablenkgitter 3 konnen u. a. zirkular oder polygonal aus- 
gefiihrt sein. Beispiele fiir das Polarisationsgitter 2 sind 
in den Fig. 8 bis 17 gezeigt Auf Grund dieser Mikro- 
strukturen unterschiedlicher Linienausnchtung wird die 
Strahlung 1 jeweils differenziert in ihrer Polarisation 45 
beeinfiuBt Die lokal unterschiedlich polarisierte Strah- 
lung 1 wird uber das spektrale Ablenkgitter 3 auf den 
flachenhaft ortsaufgelosten CCD-Kamerachip 4 proji- 
ziert, durch welchen die Strahlungsintensitat ortsabhan- 
gig erfafit wird Von dem spektralen Ablenkgitter 3 (dif- 50 
fraktives Gitter) wird die durch das Polarisationsgitter 2 
ortlich beeinfluBte Strahlung zusatzlich wellenlangen- 
abhangig mit einem Beugungswinkel abgelenkt Es ware 
im ubrigen denkbar, das Polarisationsgitter 2 und das 
spektrale Ablenkgitter 3 in umgekehrter Reihenfolge 55 
anzuordnen. Entscheidend ist, daB die Strahlung 1 zur 
flachenhaft ortsaufgelosten Intensitatsauswertung so- 
wohl lokal unterschiedlich polarisiert als auch ortlich 
wellenlangenabhangiggebeugtwird. 

Die Auswertung der Strahlungsintensitat in Ortsab- eo 
hangigkeit der Detektorflache vom CCD-Kamerachip 4 
gibt somit unmittelbar Auskunf t uber den polansations- 
und weUenlangenabhangigen Augenblickszustand der 
Strahlung 1. 

In Fig. 2 ist zusatzlich zu Hg. 1 vor dem CCD-Kame- 65 
rachip 4 eine Projektionslinse 5 angeordnet, welche die 
drtlich in Schwingungsrichtung und Farbablenkung be- 
einfluBte Strahlung t auf den CCD-Kamerachip 4 proji- 



ziert. Dadurch werden fur jede Wellenlange ein scharfer 
ringformiger Fokus 6 auf den CCD-Kamerachip 4 abge- 
bildet und eine gute Intensitatsausnutzung der Strah- 
lung 1 bei der Auswertung erzielt. Gegebenenfalls kann 
dann auch der Abstand zwischen den Gittern 2, 3 und 
dem CCD-Kamerachip 4 vergroBert werden. 

In Fig. 3 sind das spektrale Ablenkgitter 3 und die 
Projektionslinse 5 zu einem optischen Element 7 zusam- 
mengefaBt. Fig. 4 zeigt die bauliche Vereinigung der 
beiden zirkular oder polygonal ausgefuhrten Gitter 2, 3 
zu einem optischen Element 8 mit einer entsprechend 
zirkularen oder polygonalen Beugungsfigur. 

Zur Verbesserung der Beugungseffizienz ist es mog- 
lich, das spektrale Ablenkgitter 3 in an sich bekannter 
Weise als geblaztes diffraktives Gitter 9 auszufuhren 
(Fig. 5), wobei dieses, wie in Fig. 6 dargestellt, gemein- 
sam mit der Projektionslinse 5 zu einer ringformigen 
of f-axis-Zylinderiinse 10 zusammengefaBt werden kann. 

Die zur Farbaufspaltung verwendete erste (und habe- 
re) Beugungsordnung des spektrale Ablenkgitters 3 ent- 
stehen unter einem gewissen Winkel zur optischer Ach- 
se der Anordnung. Da-die Detektorflache bei CCD- 
Chips begrenzt ist, konnte das unter Umstanden zu Pro- 
blemen bei der Detektion fuhren. Fig. 7 zeigt, wie durch 
Einfugen eines an sich bekannten Axicons 11 der Win- 
kel, unter dem die Beugungsordnungen zur optischen 
Achse entstehen, verandert werden kann, was zu einer 
besseren Flachenausnutzung des CCD-Kamerachips 4 
fuhrL 

In den Fig. 8 bis 17 sind Beispiele ausgewahlter Mi- 
krostrukturen unterschiedlicher Linienausrichtungen 
fur das Polarisationsgitter 2 dargestellt, um die Strah- 
lung 1 jeweils ortsabhangig unterschiedlich zu polarisie- 

ren. t 

Fig. 8 zeigt zwei quadratfdrmige Flachen 19, die Mi- 
krostrukturen 12, 13 mit linearer Ausrichtung in zwei 
unterschiedlichen Richtungen aufweisen. 

n Fig. 9 sind zirkulare Mikrostrukturen 14 dargestellt, 
d h. die Gitterlinien sind konzentrische Kreise, deren 
Radiusdiff erenz der Gitterperiode entspricht 

Fig. 10 zeigt radiale bzw. sternformige Mikrostruktu- 
ren 15, d. h. die Gitterlinien verlaufen vom Mittelpunkt 
ausgehend radial nach auBen. 

In Fig. 11 sind eine polygonale Mikrostrukturen 16 
dargestellt, d. h. die Gitterlinien sind Polygone beliebi- 
ger aber konstanter Eckenzahl mit gleichem Mittel- 
punkt 

Fig. 12 bis 14 zeigen Flachenfullungen unterschiedli- 
cher Art, wobei diese mit Mikrostrukturen unterschied- 
licher Ausrichtungen gefuilt sind (kreisringformige Fla- 
chen 17 in Fig. 12, wabenformige Flachen 18 in Fig. 13 
und beliebig begrenzte Flachen 20 in Fig. 14). 

Die Fig. 15 bis 17 zeigen "patchwork w -artige Kombi- 
nationen von Flachen mit unterschiedlichen Gitteraus- 
richtungen. Die Rachen konnen rechteckformig (Fig. 15 
und 1 7) oder kreisf ormig (Fig. 1 6) gestal tet sein. 

Soli mit dem Polarimeter eine Unterscheidung zwi- 
schen elliptisch polarisiertem Licht einerseits und einer 
Mischung aus linear polarisiertem und unpolarisiertem 
Licht andererseits durchgefuhrt werden, so ist es zweck- 
maBig, die bisher beschriebenen Anordnungen (Fig. 1 
bis 7) zu erweitern. Wie Hg. 18 zeigt, wird in den Strah- 
lengang neben dem Polarisationsgitter 2 ein weiteres 
gleichartiges Polarisationsgitter 2a eingefiigt, vor dem 
eine doppelbrechende */4-Phasenplatte 21 angeordnet 
ist. Diese bewirkt eine Veranderung des Polarisations- 
zustandes des einfallenden Lichts, die bei der ortsaufge- 
losten Polarisation durch das Polarisationsgitter 2a eine 
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Veranderung der einzelnen transmittierten Intensitaten 
bewirkt Aus dem Vergleich der beiden mit dcm CCD- 
Kamerachip 4 aufgenommenen Bilder (mit bzw. ohne 
doppelbrechende X/4-Phasenplatte 21) kann die o.g. Un- 
terscheidung zwischen verschiedenen Polarisationszu- s 
standen getroffen werdea 

Die in Fig. 18 beschriebene Anordnung kann auch 
verandert werden, indem sich im Strahlengang vor dem 
spektralen Ablenkgitter 3 nur das Polarisationsgitter 2 
befmdet und vor diesem ein Element 22, das nicht voll- io 
standig, sondern nur bereichsweise die Eigenschaften 
einer doppelbrechenden X/4-Phasenplatte aufweist 
(Fig, 19). Das Element 22 besitzt zwei Bereiche unter- 
schiedlicher Phasenverschiebung, wobei verschieden 
polarisierte Komponenten der Strahlung 1 in einem er- 15 
sten Bereich 23 um den Betrag X/4 phasenverschoben 
werden, wahrend die Strahlung 1 einen zweiten Bereich 
24 ohne derartigen Phasenversatz passiert 

Es ware denkbar (in der Zeichnung nicht dargestellt), 
das Element 22 mit mehreren dieser Bereiche 23, 24 zu 20 
realisieren, wobei die erfindungsgemaBe Wirkungswei- 
se nicht auf eine X/4-Phasenverschiebung beschrankt ist 
Die Anordnung gemaB Fig. 19 ermoglicht somit eben- 
falls eine vorgenannte Unterscheidung zwischen ver- 
schiedenen Polarisationszustanden. Im Vergleich zur 25 
Anordnung nach Fig. 18 sind die Ausnutzung der Licht- 
intensitat verbessert sowie der Flachenbedarf reduziert. 



Bezugszeichenliste 
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35 



40 



I Strahlung 

2, 2a Polarisationsgitter 

3 spektrales Ablenkgitter 

4 CCD-Kamerachip 

5 Projektionslinse 

6 ringformiger Fokus 
7, 8 optisches Element 

9 geblaztes dif fraktives Gitter 

10 ringformige off-axis-Zylinderiinse 

II Axicon 
12—16 Mikrostrukturen 

17—20 Flachen unterschiedlicher Linienausrichtung der 
Mikrostrukturen 

21 doppelbrechende Phasenplatte 

22 Element « 
23,24 Bereiche der doppelbrechenden Phasenplatte 

Patentanspriiche 

t. Verfahren zur Auswertung des wellenlangenab- 50 
hangigen Polarisationszustandes einer Strahlung, 
bei dem die Strahlung in ihrer Polarisation und 
Wellenlange beeinfluBt sowie anschlieBend in ihrer 
Intensitat gemessen und ausgewertet wird, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Strahlung ortsab- 55 
hangig sowohl in unterschiedlichen Schwingungs- 
richtungen mikrooptisch polarisiert als auch wel- 
lenlangenabhangig aufgespaltet wird und daB die 
Intensitat der lokal in Schwingungsrichtung und 
Farbablenkung beeinfluBten Strahlung ebenfalls 60 
ortsabhangig erfaBt und ausgewertet wird. 
2. Anordnung zur Auswertung des Polarisationszu- 
standes einer Strahlung, bei der im Strahlengang 
ein optisches Polarisationsgitter, ein optisches Ele- 
ment zur WeUenlangenbeeinflussung und ein es 
Strahlungsdetektor angeordnet sind, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Polarisationsgitter (2) vor- 
zugsweise lithografisch hergestellte Mikrostruktu- 



ren (12, 13) unterschiedlicher Linienausrichtungen 
aufweist, daB als optisches Element zur WeUenlan- 
genbeeinflussung ein an sich bekanntes spektrales 
Ablenkgitter (3) fur eine Wellenlangenaufspaltung 
eingesetzt wird und daB als Strahlungsdetektor ein 
flachenhaft ortsaufgeloster Detektor (4) verwendet 
wird. 

3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Polarisationsgitter (2) zirkular ge- 
krummte Strukturen (14) aufweist. 

4. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Polarisationsgitter (2) radiale 
bzw. sternformige Strukturen (15) aufweisen. 

5. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Polarisationsgitter (2) mindestens 
zwei, beliebig gestaltbare Flachen unterschiedh- 
cher Linienausrichtung der Mikrostrukturen, wie 
beispielsweise Sektoren (16), Ringe (17), Waben 
(18), Quadrate (19) oder beliebig begrenzte Berei- 
che (20) besitzt 

6. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als Detektor eine an sich bekannte 
CCD-Matrix (4) verwendet wird. 

7. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB vor dem Detektor (4) eine Projek- 
tionsoptik (5) angeordnet ist. 

8. Anordnung nach Anspruchen 2 und 7, dadurch 
gekennzeichnet, daB das Polarisationsgitter (2), das 
spektrale Ablenkgitter (3) und die Projektionsoptik 
(5) teilweise oder vollstandig baulich vereint sind. 

9. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das spektrale Ablenkgitter (3) als ge- 
blaztes Gitter (9) ausgef uhrt ist. 

10. Anordnung nach Anspruchen 7 und 9, dadurch 
gekennzeichnet, daB das geblazte Gitter (9) und die 
Projektionsoptik (5) baulich vereint sind. 

11. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB vor dem Detektor (4) ein Axicon (11) 
eingefugt ist. 

1Z Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB vor der gleichzeitigen Polarisation in 
mehreren Schwingungsrichtungen zusatzlich die 
Phasenlage zwischen verschieden polarisierten 
Komponenten der Strahlung in einem oder mehre- 
ren Teilbereichen verSndert wird. 

13. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Strahlengang mindestens ein wei- 
teres Polarisationsgitter (2a) angeordnet ist das 
ebenfalls Mikrostrukturen unterschiedlicher Li- 
nienausrichtungen aufweist und dem mindestens ei- 
ne an sich bekannte doppelbrechende Phasenplatte 

(21) vorgelagertist. 

14. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Strahlengang vor dem Polarisa- 
tionsgitter (2) zusatzlich mindestens ein Element 

(22) angeordnet ist, das bereichsweise die Eigen- 
schaften einer an sich bekannten doppelbrechen- 
den Phasenplatte besitzt. 

Hierzu 7 Seite(n) Zeichnungen 
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